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고분자화합물 및 용매 또는 바인더 수지인 매체를 함유하는 조성물에 있어서,

상기 고분자화합물은 하기 일반식(1):

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환되어 있어도 되는 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의 정

수이며, B는 단일 결합이거나 치환되어 있어도 되는 알킬렌기이고; D는 방향족 환구조이며; n은 1 내지 10의 정수이고, R

은 수소원자 또는 치환되어 있어도 되는 알킬기이며, 방향족 환구조이고 또는 1가 또는 다가의 금속 양이온임)로 표시되는

모노머유닛으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 잉크젯기록장치의 구조를 도시하는 블록도.

<도면부호에 대한 상세한 설명>

50 : CPU 52 : X모터 구동 회로

54 : Y모터 구동 회로 56 : X방향 구동 모터

58 : Y방향 구동 모터 60 : 헤드 구동 회로

62 : X엔코더 64 : Y엔코더

66 : 프로그램메모리 70 : 헤드

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<발명의 배경>

<발명의 분야>

본 발명은 다양한 기능재료로서 유용한 신규한 고분자화합물 및 블록고분자화합물에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 이것을

이용한 조성물 및 화상형성방법 및 화상형성장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상기 화합물을 용매 또는 분산매

와 함께 이용한 기록재료, 상기 화합물을 색재와 함께 이용한 잉크조성물, 토너조성물, 또는 이러한 조성물을 사용한 각종

화상형성방법 및 화상형성장치에 관한 것이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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<관련된 배경 기술>

다양한 잉크 또는 토너조성물이, 매체 중에 색재를 용해시키거나 분산시켜 제조되었으며, 이를 위한 다양한 고분자화합물

로서는, 스티릴, 아크릴 및 메타크릴계 고분자 등이 바람직하게 이용되었다. 용제 또는 물을 기재로 하는 색재조성물의 생

산에 있어서, 바람직하게는 안료 등의 색재의 분산성의 향상을 위해서, 이온성 작용기를 갖는 고분자화합물을 사용하는 시

도가 이루어지고 있다.

한편, 폴리비닐에테르 주사슬을 갖는 고분자화합물은 유연성 고분자사슬을 가진 고분자재료로서 알려져 있다. 그러나, 지

금까지 이온성 작용기를 고분자화합물의 모노머유닛에 도입하는 것은 거의 시도되지 않았다. 이하의 문헌 1 및 2에만, 상

기 목적에 대해 가능성이 있는 화합물로서 몇몇의 카르복실산 및 그의 에테르에 대하여 기재하고 있다. 현재, 이러한 화합

물에는 더욱더 안정성이 요구되고 있으며, 조성물에서보다 높은 분산성과 안정성이 요구되고 있다.

문헌 1. Journal of Polymer Science, Part A, Polymer chemistry, vol.27, pp.3303 내지 3314 (1989)

문헌 2. Pure Applied Chemistry, Vol. A36, No. 3, pp. 449 내지 460 (1999).

<발명의 요약>

본 발명은 상기 조건을 고려하여 이루어졌다. 본 발명의 발명자들은 이와 관련된 종래 기술과 문제점을 광범위하게 연구한

후 본 발명을 완성하였다.

이하의 특허문헌 1 내지 12는 본 발명의 설명을 위하여 본 명세서에 병합되어 있다.

1. USP 4,723,129

2. USP 4,740,796

3. USP 4,463,359

4. USP 4,345,262

5. USP 4,313,124

6. USP 4,558,333

7. USP 4,459,600

8. 일본국 특개소 59-123670

9. 일본국 특개소 59-138461

10. 일본국 특개평 11-080221

11. 일본국 특개평 11-322942

12. 일본국 특개평 11-322866

본 발명의 하나의 목적은 잉크 및 토너조성물에 있어서 색재 또는 고형물의 분산성을 양호하게 하기 위하여 적합한 고분자

화합물 또는 블록고분자화합물을 제공하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은 상기 고분자화합물을 제조하기 위하여 안정하고 신규한 중합성 화합물을 제공하는 데 있다.
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본 발명의 또 다른 목적은 상기 고분자화합물을 함유하는 잉크 및 토너조성물 등의 기록재료를 사용하는 화상형성방법 및

화상형성장치를 제공하는 데 있다.

본 발명의 제 1측면에 의하면, 고분자화합물 및 용매 또는 바인더 수지인 매체로 이루어진 조성물을 제공하며, 상기 고분

자화합물은 하기 일반식(1):

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15까지의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의

정수이고 m이 2 이상이면, A는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며; B는 단일 결합 또는 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며;

D는 방향족 환구조를 표시하고; n은 1 내지 10의 정수이고, n이 2이상이면, D는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며; R은

수소원자, 치환 또는 무치환의 알킬기, 또는 치환 또는 무치환의 방향족 환구조를 표시함)로 표시되는 모노머유닛을 함유

하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2측면에 의하면, 용매 또는 바인더 수지인 매체와,

하기 일반식(2) :

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15까지의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의

정수이고, m이 2 이상이면, A는 동일하거나 달라도 되며; B는 단일 결합 또는 치환 또는 무치환 알킬렌기이며; D는 방향족

환구조를 표시하고; n은 1 내지 10의 정수이고, n이 2 이상이면, D는 서로 동일하거나 달라도 되며; M은 1가 또는 다가의

금속 양이온임)로 표시되는 모노머 유닛으로 이루어진 조성물을 제공하는 데 있다.

삭제

일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 고분자화합물은 바람직하게는 블록고분자화합물이며, 일반식(1)

또는 (2)에 의해 표시되는 모노머유닛의 블록구조를 갖는 블록고분자화합물은 바람직하게는 양친매성이다.

제 1측면과 제 2측면에 있어서, 블록고분자화합물에, 용매 또는 바인더 수지를 함유하는 조성물을 제공하며, 상기 블록고

분자화합물은 폴리비닐에테르의 주사슬을 가지고 pKa가 4.50이하인 유기산 또는 유기염산의 모노머유닛을 함유한다.

제 1측면과 제 2측면에 있어서, 블록고분자와, 용매 또는 바인더 수지 및 색재를 함유하는 조성물을 제공하며, 상기 블록고

분자는, 카르복실산에스테르, 카르복실산 및 카르복실산염으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나의 모노머유닛을

함유한다.

본 발명의 제 3측면은 상기 설명한 조성물을 포함하는 기록재료에 관한 것이다.

본 발명에 의하면, 기록재료는, 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 고분자화합물 또는 블록고분자화합

물에, 바인더 수지 및 색재를 함유하는 토너조성물; 또는 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 고분자화

합물 또는 블록고분자화합물에, 용매 및 색재를 함유하는 잉크조성물이다.

본 발명의 제 3측면에 있어서, 상기 조성물을 수소 이온 또는 금속 양이온과 접촉시킴으로써 상기 조성물을 증점

(thickening), 즉, 점도증가시키는 공정을 포함하는 기록방법을 제공하는 데 있다.
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또한, 본 발명은, 상기 잉크조성물이 기록매체 위에 잉크젯 기록에 의해 부여되는 것을 특징으로 하는 화상형성방법을 제

공한다.

본 발명의 제 4측면에 의하면,

하기 일반식(3):

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15까지의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의

정수이고, m이 2 이상이면, A는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며; B는 단일 결합 또는 치환 또는 무치환의 알킬렌기이

며; D는 방향족 환구조를 표시하고; n은 2 내지 10의 정수이고, D는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며: R은 수소원자이거

나, 치환 또는 무치환의 알킬기이거나 또는 치환 또는 무치환의 방향족 환구조임)으로 표시되는 중합성 화합물을 제공한

다.

본 발명의 제 5측면에 의하면,

하기 일반식(4) :

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15까지의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의

정수이고, m이 2 이상이면, A는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며; B는 단일 결합 또는 치환 또는 무치환의 알킬렌기이

며; D는 방향족 환구조를 표시하고; n은 2 내지 10의 정수이고, D는 서로 동일하거나 달라도 되며: R은 수소원자이거나,

치환 또는 무치환의 알킬기이거나 또는 치환 또는 무치환의 방향족 환구조임)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분

자화합물을 제공한다.

본 발명의 제 6측면에 의하면,

하기 일반식(5) :

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15까지의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의

정수이고, m이 2 이상이면, A는 서로 동일하거나 서로 달라도 되며; B는 단일 결합 또는 치환 또는 무치환 알킬렌기이며;

D는 방향족 환구조를 표시하고; n은 2 내지 10의 정수이고, D는 서로 동일하거나 달라도 되며; M은 1가 또는 다가의 금속

양이온임)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 고분자화합물을 제공한다.

본 발명의 제 7측면에 의하면, 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 블록고분자화합물을 제공한다.

본 발명의 제 8측면에 의하면, 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 블록고분자화합물을 제공한다.

일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛을 함유하는 블록고분자화합물은 양친매성인 것이 바람직하다.
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본 발명의 제 9측면에 의하면, 폴리비닐에테르의 주사슬을 지니는 동시에 pKa 4.50이하인 유기산 모노머유닛 또는 유기

산염 모노머유닛을 가진 블록고분자화합물을 제공한다. 본 발명은 폴리비닐에테르구조의 블록고분자화합물을 제공하며,

상기 모노머유닛에는 상기 카르복실산에스테르, 카르복실산 또는 카르복실산염으로 구성된 군으로부터 선택된 모노머유

닛 중 적어도 1종이 존재하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 블록고분자는 블록 공중합체라고도 칭한다.

발명의 구성 및 작용

<바람직한 실시예의 상세한 설명>

본 발명에 대하여 이하 상세하게 설명한다.

<본 발명의 제 1측면에 함유되는 고분자화합물>

본 발명의 제 1측면의 조성물에 함유되고, 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물에 대하여 상세하

게 설명한다.

더욱 상세하게는 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛으로서는 하기의 것을 들 수 있다:
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(식 중, Ph는 1,4-페닐렌 또는 1,3-페닐렌; Py는 2,5-피리미딜렌; 2,5-Pyr은 피리딜렌; 및 Np는 2,6-나프틸렌, 1,4-나

프틸렌 또는 1,5-나프틸렌을 표시함).

일반식(1)에서, A는 탄소원자수 2 내지 10의 알킬렌기인 것이 바람직하고, 메틸기, 에틸기, 프로필기, 페닐기 등으로 치환

되어 있어도 되며;

m은 1 내지 10의 정수인 것이 바람직하고;

B는 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌, 옥틸렌 등이며;

등록특허 10-0564451

- 11 -



D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트라닐렌, 티오페닐렌, 퓨란일렌 등이며;

n은 1 내지 5의 정수이고;

R은 탄소원자수 1 내지 10의 알킬기이거나, 알킬기, 알콕시기 등으로 치환되어 있어도 되는 페닐기, 피리딜기, 비페닐기

등의 방향족 환구조이다.

일반식(1)로 표시되는 반복모노머 유닛은 하기 일반식(6)으로 표시되는 것이 더욱 바람직하다:

일반식(6)

(식 중, A는 에틸렌 또는 프로필렌이며; m은 0 내지 5의 정수이며, m이 2 이상인 경우, A는 서로 상이해도 되며; B는 단일

결합이거나 탄소원자수 1 내지 5의 알킬렌기이며; D는 페닐렌 또는 나프틸렌이며; n은 1 내지 5의 정수이고, n이 2 이상인

경우, D는 각각 상이해도 되고; R은 수소, 알킬기 또는 페닐기임).

일반식(1)로 표시되는 모노머유닛은 방항족 카르복실산유도체인 곁사슬을 갖는다. 방항족 카르복실산유도체는 산성도가

지방족 카르복실산유도체와 상이하며, 상이한 산성도의 폴리비닐에테르 고분자재료를 함유하는 다양한 기능성 조성물을

제공할 수 있기 때문에 상기 모노머구조는 매우 유용하다.

일반식(1)로 표시되는 모노머유닛을 포함하는 고분자화합물은 각각의 치환체를 가진 비닐에테르화합물의 중합성에 의해

얻을 수 있다. 통상적으로, 중합은 양이온중합에 의해 행하여진다. 중합개시제로서, 염산, 황산, 메탄설폰산, 트리플루오로

아세트산, 트리플루오로메탄설폰산 및 과염소산 등의 프로톤산; BF3, AlCl3, TiCl4, SnCl4, FeCl3, RAlCl2 또는

R1.5AlCl1.5 등(여기서 R은 알킬기임)의 루이스산과, 프로톤산, 물, 알코올 또는 비닐에테르 및 카르복실산의 부가체 등의

양이온원과의 조합을 열거할 수 있다. 고분자화합물은 이러한 중합개시제의 공존하에 비닐에테르의 중합반응에 의해 제조

될 수 있다.

일반식(1)로 표시되는 모노머유닛을 포함하는 고분자화합물은 200 내지 10,000,000의 수평균분자량을 가지며, 바람직하

게는 1000 내지 1,000,000이다. 고분자사슬내 또는 고분자사슬 사이의 지나친 얽힘 때문에, 10,000,000을 초과하는 분자

량을 가지는 것은 용매에 용이하게 분산될 수 없으며, 200 미만의 분자량의 것은 너무 작은 분자량 때문에 완전한 입체적

인 효과를 나타낼 수 없는 경우가 있다. 본 발명의 고분자화합물은 단일 모노머유닛 또는 2 이상의 모노머유닛으로 이루어

진 공중합체를 함유하는 호모폴리머일 수 있다. 공중합체인 경우에 있어서, 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛은 1몰% 이

상 함유하는 것이 바람직하고, 3몰% 이상 함유하는 것은 더욱 바람직하다. 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛의 함량이 1

몰%이하인 경우, 분산향상 등의 기능성이 충분히 발휘될 수 없는 경우가 있다. 바람직하게는 공중합체는 모노머유닛중 50

몰% 이상의 비닐에테르 모노머유닛을 함유하고, 더욱 바람직하게는 80몰% 이상이다.

<본 발명의 제 2측면에 포함되는 고분자화합물>

일반식(2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어지고, 본 발명의 제 2측면에서 함유되는 고분자화합물에 대하여 상세하게 설

명한다.

하기 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛의 구체적인 예로서는 이하의 모노머 유닛을 들 수 있다:

등록특허 10-0564451

- 12 -



등록특허 10-0564451

- 13 -



등록특허 10-0564451

- 14 -



등록특허 10-0564451

- 15 -



등록특허 10-0564451

- 16 -



(식 중, Ph는 1,4-페닐렌 또는 1,3-페닐렌; Py는 2,5-피리미딜렌; 2,5-Pyr은 피리딜렌; 및 Np는 2,6-나프틸렌, 1,4-나

프틸렌 또는 1,5-나프틸렌을 표시함).

바람직하게는, 일반식(2)에서, A는 2 내지 10의 탄소수를 가진 알킬렌기이며, 메틸기, 에틸기, 프로필기, 페닐기 등으로 치

환되어 있어도 되며;

m은 1 내지 10의 정수인 것이 바람직하고;

B는 메틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌, 옥틸렌 등이며;
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D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트라닐렌, 티오페닐렌, 퓨란일렌 등이며;

n은 1 내지 5의 정수이고;

M은 나트륨, 칼륨 또는 리튬 등의 1가 금속 양이온 또는 마그네슘, 칼슘, 니켈 및 철 등의 다가의 금속 양이온이며, M이 다

가의 금속 양이온인 경우, 2개 이상의 COO-음이온을 가진 이온쌍을 형성한다.

일반식(2)로 표시되는 반복 모노머유닛은,

하기 일반식(7) :

(식 중, A는 에틸렌 또는 프로필렌이며;

m은 0 내지 5의 정수이며, m이 2 이상인 경우, A는 서로 상이하며;

B는 단일 결합 또는 탄소원자수 1 내지 5의 알킬렌기이며;

D는 페닐렌 또는 나프틸렌이고;

n은 1 내지 5의 정수이고, n이 2 이상인 경우 D는 각각 상이해도 되며;

M은 1가 또는 다가의 금속 양이온임)로 표시되는 것이 바람직하다.

일반식(2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물은 일반식(1)로 표시되는 각각의 모노머유닛으로 이루어진

고분자화합물에 의해 제조될 수 있다. 산을 가수분해하고 알칼리 처리하는 것에 의해서도 제조될 수 있다. 그러나, 전자의

공정이 바람직하다.

일반식(2)로 표시되는 모노머유닛을 포함하는 고분자화합물은 200 내지 10,000,000의 수평균분자량을 가지며, 바람직하

게는 1000 내지 1,000,000이다. 고분자사슬내 또는 고분자사슬 사이의 지나친 얽힘 때문에, 10,000,000을 초과하는 분자

량을 가지는 것은 용매에 용이하게 분산될 수 없으며, 200 미만의 분자량의 것은 너무 작은 분자량 때문에 안전한 입체적

인 효과를 나타낼 수 없는 경우가 있다. 본 발명의 고분자화합물은 단일 모노머유닛 또는 2개 이상의 모노머유닛으로 이루

어진 공중합체를 함유하는 호모폴리머일 수 있다. 공중합체인 경우에 있어서, 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛은 1몰%

이상을 함유하는 것이 바람직하고, 3몰% 이상 함유하는 것은 더욱 바람직하다. 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛의 함량

이 1몰% 이하인 경우, 분산향상 등의 기능성이 충분히 발휘될 수 없는 경우가 있다. 바람직하게는 공중합체는 모노머유닛

중 50몰% 이상의 비닐에테르모노머유닛을 함유하고, 더욱 바람직하게는 80몰% 이상이다.

<제 1 및 제 2측면의 조성물>

본 발명의 조성물은, 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛의 구조를 가지는 고분자 화합물에, 용매 또는 바인더 수지

를 함유하는 조성물이다.

본 발명의 조성물은, 고분자 화합물, 색재 또는 소망하는 기능을 가진 기능성 물질을 함유하는 것이 또한 바람직하고, 상기

고분자 화합물은 색재나 기능성 물질 등을 분산하는 데 매우 적합하게 이용할 수가 있다. 그 색재나 기능성 물질은 입상 고

체인 경우가 바람직하다. 본 발명에 유용한 이러한 입상 고체에는, 안료, 금속, 제초제, 살충제, 생체 재료 및 약 등을 포함

한다.
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본 발명의 조성물에 이용되는 기능성 물질은, 본 발명 그 자체의 고분자 화합물이어도 되거나, 다른 화합물이어도 된다. 통

상 본 발명의 전체의 조성물의 중량에 대해서, 0.1 내지 50 중량%로 함유되는 것이 바람직하다. 또한, 용해성의 물질이어

도 되거나, 염료나 분자성 촉매일 수도 있다.

일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛을 가진 고분자화합물은, 본 발명의 전체조성물 중에서, 0.5 ~ 90 중량%로 함

유되는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 1 중량% 내지 60 중량% 이하, 더욱 바람직하게는 2 중량% 내지 50 중량%이

다. 0.5 중량% 미만일 때는, 분산 안정성이 불충분할 수 있으며, 70 중량%를 초과하면 점성이 높게 너무 되는 경우가 있

다.

또한, 본 발명의 조성물은, 용매 또는 바인더 수지를 함유한다. 용매 또는 바인더 수지는, 1 중량% 내지 98 중량%로 함유

되고, 바람직하게는 10 중량% 내지 96 중량%이며, 더욱 바람직하게는 조성물의 20 중량% 내지 95 중량%이다. 용매의 함

량 또는 바인더 수지의 함량이 1 중량% 미만인 경우, 기능성 물질 또는 고분자 화합물의 분산 안정성이 불충분할 수 있으

며, 용매 또는 바인더 수지의 함량이 98 중량%를 초과하면, 그 기능성이 충분히 발휘되지 않는 경우가 있다.

<블록 고분자 화합물>

상기 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물은 블록화합물인 것이 바람직하다.

양친매성은 이러한 블록 고분자화합물의 바람직한 성질중 하나이다. 화합물이 소수성 블록 세그먼트(segment)와 친수성

블록 세그먼트를 동시에 가지는 경우 이러한 성질을 실현할 수 있다. 본 발명의 블록 고분자 화합물이 양친매성인 경우, 본

발명의 블록고분자화합물은 수성 용매 중에서 미셀(micelle)을 형성할 수 있다. 이러한 양친매성의 고분자화합물에 의하

면, 후술하는 바와 같이, 기록재료가 바람직한 성질을 발현시킬 수 있다.

일반적으로, 고분자가 분산 안정성 향상 및 기능성 재료의 함유특성을 개선하기 위해 사용되는 경우, 기능성 물질 표면과

물리적으로 얽혀 친화성을 향상시킬 수 있기 때문에, 고분자는 분자운동성에서 더욱 유연성을 가지는 것이 바람직하다. 또

한, 후술하는 바와 같이, 기록매체 상에서 피복층을 형성하기 쉬운 점에서도 유연성이 있다는 것이 바람직하다. 이 때문에,

블록고분자의 주사슬은, 20℃ 이하의 유리 전이 온도 Tg을 갖는 것이 바람직하고, 더욱 바람직하게는 0℃ 이하이며, 더욱

바람직하게는 -20℃ 이하이다. 폴리비닐 에테르 구조를 가지는 고분자는, 낮은 유리 전이온도점을 갖고 유연한 특성을 갖

는다. 상기 모노머유닛의 대부분은, 대략 -20℃ 이하의 유리 전이 온도를 갖는다.

본 발명의 조성물은, 고분자 화합물, 색재, 유용한 소정의 기능을 가진 기능성 물질로 이루어졌으며, 상기 블록 고분자 화

합물은 색재나 기능 물질 등을 양호하게 분산하는 데 매우 적합하게 이용할 수 있다. 그 색재나 기능성 물질은 액체 또는

용해성 물질, 오일, 안료, 금속, 제초제, 살충제, 생체 재료, 약, 염료나 분자성 촉매를 포함하는 고체를 이용할 수 있다.

또한, 본 발명의 다른 측면은, 블록고분자에 용매 또는 분산매 및 색재를 함유하는 조성물이며, 상기 블록고분자는 카르복

실레이트 에스테르, 카르복실산 또는 카르복실레이트로 이루어진 군으로부터 선택된 폴리비닐에테르모노머유닛을 갖는

다. 카르복실레이트에스테르, 카르복실산 또는 카르복실레이트로 이루어진 모노머유닛은, 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는

것이 바람직하지만, 그 이외의 구조이어도 된다.

다른 구조의 예로서,
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등을 들 수 있다.

본 발명의 조성물에 이용되는 기능성 물질은, 본 발명 조성물중 조성물의 중량에 대해서, 0.01 내지 90 중량%로 함유되며,

바람직하게는 0.1 내지 50 중량%이다.

본 발명의 조성물에 있어서, 상기 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 블록 공중합체는, 본 발명의 조

성물의 중량에 대해서, 0.2 내지 99 중량%이며, 바람직하게는 0.5 내지 70중량%이다. 상기 함량은 카르복실레이트에스테

르, 카르복실산 및 카르복실레이트로 이루어진 모노머유닛을 가지는 블록 고분자화합물에 대하여 또한 유지된다.

<본 발명의 제 3측면의 기록 재료>

본 발명의 제3측면은, 고분자 화합물에, 용매 또는 분산매, 색재를 함유하는 조성물을 포함하는 기록 재료이다.
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기록 재료의 구체예로서, 분산매(예를 들면, 바인더 수지), 색재 및 고분자화합물로 이루어진 토너조성물과, 용매, 색재 및

고분자화합물로 이루어진 잉크조성물을 열거할 수 있으며, 상기 고분자화합물은 일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유

닛으로 이루어진다.

[잉크조성물]

먼저, 본 발명의 바람직한 일실시형태인 잉크조성물에 대하여 설명한다.

일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물의 함유량은, 0.1 중량% 내지 90 중량%이며, 바람

직하게는 1중량% 내지 80 중량%이다. 잉크젯 프린터용으로서는, 바람직하게는 1중량% 내지 30중량%이다.

다음에, 고분자화합물 이외의 다른 잉크조성물의 성분에 대하여 상세하게 설명하며, 이외의 성분에는 물, 수성 용매, 색재,

첨가제 등이 포함된다.

[물]

본 발명에 포함되는 물로서는, 금속이온 등을 제거한 이온 교환수, 순수한 물, 초순수한 물이 바람직하다.

[수성 용매]

본 발명에 유용한 수성 용매로서는, 예를 들면, 에틸렌 글리콜, 디에틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 폴리에틸렌 글리콜, 프

로필렌 글리콜, 폴리프로필렌글리콜 및 글리세린 등의 다가 알코올; 에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르, 에틸렌 글리콜 모노

에틸 에테르, 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르, 디에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 및 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 등

의 다가 알코올 에테르; 및 N-메틸 피롤리돈, 치환 피롤리돈, 트리 에탄올 아민 등의 질소 함유 용매를 열거할 수 있다. 메

탄올, 에탄올 및 이소프로필 알콜 등의 1가 알코올은 기록매체 상의 잉크의 건조를 가속화하기 위하여 사용할 수 있다.

본 발명의 잉크 조성물에 있어서, 수성 용매의 함유량은, 20 내지 95 중량%의 범위에서 이용하는 것이 바람직하며, 더욱

바람직하게는, 30 내지 90 중량%의 범위이다. 물 및 수성 용매의 대신에, 톨루엔, 아세트산 에틸, 아세톤, 메틸에틸 케톤

등의 유기용제가 이용되어도 된다.

[색재]

본 발명의 잉크 조성물에는, 안료 및 염료 등의 색재, 바람직하게는 안료를 포함한다. 이하, 본 발명에 사용될 수 있는 안료

및 염료의 구체적인 예에 대하여 설명한다.

안료는 유기안료 또는 무기안료를 사용할 수 있다. 잉크에 사용되는 안료는, 바람직하게는 흑색 안료와 시안, 마젠타 및 황

색의 3원색 안료를 이용할 수 있다. 또한, 다른 안료는, 예를 들면, 상기에 기록한 이외의 컬러안료, 무색 또는 엷은 색의 안

료를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서 신규로 합성한 안료를 사용할 수 있다.

이하에, 흑색, 시안, 마젠타 및 황색에 있어서 시판가능한 안료의 예를 표시한다.

흑색 안료로서는, Raven 1060, Raven 1080, Raven 1170, Raven 1200, Raven 1250, Raven 1255, Raven 1500,

Raven 2000, Raven 3500, Raven 5250, Raven 5750, Raven 7000, Raven 5000 ULTRA II, Raven 1190 ULTRA II(이

상의 제품은 모두, 콜롬비아사 제품임), Black Pearls L, MOGUL-L, Regal 400R, Regal 660R, Regal 330R, Monarch

800, Monarch 880, Monarch 900, Monarch 1000, Monarch 1300, Monarch 1400(이상의 제품은 모두 콜롬비아사 제

품임), Color Black FWI, Color Black FW2, Color Black FW200, Color Black 18, Color Black S160, Color Black

S170, Special Black 4, Special Black 4A, Special Black 6, Printex 35, Printex U, Printex 140U, Printex V, Printex

140V(이상의 제품은 모두 Degussa AG 제품임), No.25, No.33, No.40, No.47, No.52, No.900, No.2300, MCF-88,

MA600, MA7, MA8, MA100(이상의 제품은 모두 미쯔비시화학사 제품임).

시안색의 안료로서는, C.I. Pigment Blue-1, C.I. Pigment Blue-2, C.I. Pigment Blue-3, C.I. Pigment Blue-15, C.I.

Pigment Blue-15:2, C.I. Pigment Blue-15:3, C.I. Pigment Blue-15:4, C.I. Pigment Blue-16, C.I. Pigment Blue-22,

C.I. Pigment Blue-60 등을 들 수 있지만, 이들로 한정되지 않는다.
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마젠타안료로서는, C.I. Pigment Red-5, C.I. Pigment Red-7, C.I. Pigment Red-12, C.I Pigment Red-48, C.I.

Pigment Red-48:1, C.I. Pigment Red-57, C.I. Pigment Red-112, C.I. Pigment Red-122, C.I. Pigment Red-123, C.I.

Pigment Red-146, C.I. Pigment Red-168, C.I. Pigment Red-184, C.I. Pigment Red-202, C.I. Pigment Red-207 등

을 들 수 있지만, 이들로 한정되지 않는다.

황색의 안료로서는, C.I. Pigment Yellow-12, C.I. Pigment Yellow-13, C.I. Pigment Yellow-14, C.I. Pigment Yellow-

16, C.I. Pigment Yellow-17, C.I. Pigment Yellow-74, C.I. Pigment Yellow-83, C.I. Pigment Yellow-93, C. I.

Pigment Yellow-95, C.I. Pigment Yellow-97, C.I. Pigment Yellow-98, C.I. Pigment Yellow-114, C.I. Pigment

Yellow-128, C.I. Pigment Yellow-129, C. I. Pigment Yellow-151, C.I. Pigment Yellow-154 등을 들 수 있지만, 이들

로 한정되지 않는다.

또한, 본 발명의 조성물에는, 물에 자기 분산 가능한 안료도 사용할 수 있다. 이러한 안료는 두가지 타입으로 분류되고, 이

들은 입체장해효과를 위하여 흡수된 고분자에 의해 피복되고, 정전기력반발력을 이용한다. 시판품으로서는, CAB-0-

JET200, CAB-0-JET300(이상 캬보트사 제품), Microjet Black CW-1(오리엔트 화학사 제품) 등을 들 수 있다.

본 발명의 잉크 조성물에 이용되는 안료는, 잉크조성물의 중량에 대해서, 0.1 내지 50중량%가 바람직하다. 안료의 양이,

0.1 중량% 미만이면, 충분한 화상 농도를 얻을 수 없으며, 50중량%를 넘으면 화상의 정착성이 악화되는 경우가 있다. 더

욱 바람직한 범위로서는 O.5 중량% 내지 3O중량%의 범위이다.

또한, 본 발명의 잉크 조성물에는 염료도 사용할 수 있다. 본 발명에 사용되는 안료는, 직접 염료, 산성 염료, 염기성 염료,

반응성 염료, 식품용 색소의 수성 염료, 또는 분산염료의 불용성을 포함한다.

예를 들면, 지용성 염료로서는 C.I. 용매 블루-33, -38, -42, -45, -53, -65, -67, -70, -104, -114, -115, -135; C.I. 용

매 레드-25, -31, -86, -92, -97, -118, -132, -160, -186, -187, -219; C.I. 용매 옐로우-1, -49, -62, -74, -79, -82,

-83, -89, -90, -120, -121-, -151, -153, -154 등을 들 수 있다.

예를 들면, 수용성 염료로서, C.I. 다이렉트 블랙-17, -19, -22, -32, -38, -51, -62, -71, -108, -146, 154; C.I. 다이렉

트 옐로우-12, -24, -26, -44, -86, -87, -98, -100, -130, -142; C.I. 다이렉트 레드-1, -4, -13, -17, -23, -28, -31,

-62, -79, -81, -83, -89, -227, -240, -242, -243; C.I. 다이렉트 블루-6, -22, -25, -71, -78, -86, -90, -106, -199;

C.I. 다이렉트 오렌지-34, -39, -44, -46, -60; C.I. 다이렉트 바이올렛-47, -48; C.I. 다이렉트 브라운-109; C.I. 다이렉

트 그린-59 등의 직접 염료,

C.I. 애시드 블랙-2, -7, -24, -26, -31, -52, -63, -112, -118, -168, -172, -208; C.I. 애시드 옐로우-11, -17, -23, -

25, -29, -42, -49, -61, -71; C.I. 애시드 레드-1, -6, -8, -32, -37, -51, -52, -80, -85, -87, -92, -94, -115, -180,

-254, -256, -289, -315, -317; C.I. 애시드 블루-9, -22, -40, -59, -93, -102, -104, -113, -117, -120, -167, -

229, -234, -254; C.I. 애시드 오렌지-7, -19; C.I. 애시드 바이올렛-49 등의 산성염료,

C.I. 리액티브 블랙-1, -5, -8, -13, -14, -23, -31, -34, -39; C.I. 리액티브 옐로우-2, -3, -13, -15, -17, -18, -23, -

24, -37, -42, -57, -58, -64, -75, -76, -77, -79, -81, -84, -85, -87, -88, -91, -92, -93, -95, -102, -111, -115 -

116, -130, -131, -132, -133, -135, -137, -139, -140, -142, -143, -144, -145, -146, -147, -148, -151, -162, -

163; C.I. 리액티브 레드-3, -13, -16, -21, -22, -23, -24, -29, -31, -33, -35, -45, -49, -55, -63, -85, -106, -109,

-111, -112, -113, -114, -118, -126, -128, -130, -131, -141, -151, -170, -171, -174, -176, -177, -183, -184,

-186, -187, -188, -190, -193, -194, -195, -196, -200, -201, -202, -204, -206, -218, -221; C.I. 리액티브 블루-

2, -3, -5, -8, -10, -13, -14, -15, -18, -19, -21, -25, -27, -28, -38, -39, -40, -41, -49, -52, -63, -71, -72, -

74, -75, -77, -78, -79, -89, -100, -101, -104, -105, -119, -122, -147, -158, -160, -162, -166, -169, -170, -

171, -172, -173, -174, -176, -179, -184, -190, -191, -194, -195, -198, -204, -211, -216, -217; C.I. 리액티브

오렌지-5, -7, -11, -12, -13, -15, -16, -35, -45, -46, -56, -62, -70, -72, -74, -82, -84, -87, -91, -92, -93, -95,

-97, -99; C.I. 리액티브 바이올렛-1, -4, -5, -6, -22, -24, -33, -36, -38; C.I. 리액티브 그린-5, -8, -12, -15, -19, -

23; C.I. 리액티브 브라운-2, -7, -8, -9, -11, -16, -17, -18, -21, -24 -26, -31, -32, -33 등의 반응 염료;

C.I. 베이직 블랙-2; C.I. 베이직 레드-1, -2, -9, -12, -13, -14, -27; C.I. 베이직 블루-1, -3, -5, -7, -9, -24, -25, -

26, -28, -29; C.I. 베이직 바이올렛-7, -14, -27; C.I. 푸드 블랙-1, -2 등을 들 수 있다.

등록특허 10-0564451

- 22 -



상기 설명한 색재의 예는, 본 발명의 잉크에 대해서 바람직하다. 그러나, 본 발명의 잉크 조성물에 사용하는 색재는 상기

색재에 특히 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 잉크 조성물에 이용되는 염료는, 잉크의 중량에 대해서, 0.1 내지 50 중량%

가 바람직하다.

[첨가제]

본 발명의 조성물에는, 필요에 따라서, 여러 가지의 첨가제, 보조제 등을 첨가할 수 있다. 본 발명에 이용되는 첨가제의 하

나로서, 안료를 용매 중에서 안정하게 분산시키는 분산 안정제가 있다. 본 발명의 조성물은, 폴리비닐 에테르고분자를 포

함함으로 인하여 초래된 안료와 같은 입상고체를 분산시킬 수 있다. 그러나, 분산력이 불충분한 경우에는, 다른 분산 안정

제를 첨가해도 된다.

본 발명의 조성물에 첨가될 수 있는 분산안정제로서는, 친수성 및 소수성의 양쪽 세그먼트를 가지는 수지 또는 계면활성제

를 사용하는 것이 가능하다. 친수성 및 소수성의 양쪽 부분을 가지는 수지로서는, 예를 들면, 친수성 모노머와 소수성 모노

머의 공중합체를 포함한다.

본 발명에 사용되는 친수성 모노머로서는, 아크릴산, 메타크릴산, 말레인산, 푸마르산, 또는 설명한 카르복실레이트 모노

에스테르, 비닐설폰산, 스티렌설폰산, 비닐알코올, 아크릴아미드, 메타크릴옥시에틸 인산염을 포함한다.

본 발명에 사용되는 소수성 모노머로서는, 스티렌 및 그 유도체, 예를 들면 스티렌 및 α-메틸스티렌; 비닐 시클로헥산, 비

닐나프탈렌 유도체, 아크릴레이트 에스테르류, 메타크릴레이트 에스테르류 등을 들 수 있다. 랜덤, 블록 또는 그라프트 공

중합체 등의 다양한 구조의 공중합체를 본 발명에 사용할 수 있다. 본 발명에 사용되는 친수성 및 소수성 모노머는 상기 설

명한 것에 한정되지 않는 것은 당연하다.

본 발명의 계면활성제는, 음이온성, 비이온성, 양이온 또는 양쪽 이온성 활성제를 이용할 수가 있다. 본 발명에 사용되는

음이온성 활성제로는, 지방산염, 알킬황산에스테르염, 알킬아릴설폰산염, 알킬디아릴에테르 디설폰산염, 디알킬설폰숙신

산염, 알킬인산염, 나프탈렌/포르말린 술폰산염축합물, 폴리옥시에틸렌 알킬 인산염 에스테르 염 및 글리세롤 보레이트 지

방산 에스테르 등을 들 수 있다. 본 발명에 이용하는 비이온성 계면활성제로서는, 폴리옥시 에틸렌 알킬 에테르, 폴리옥시

에틸렌옥시프로필렌 블록 공중합체, 소르비탄/지방산 에스테르, 글리세린/지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌/지방산 에스

테르, 폴리옥시에틸렌알킬아민, 불소계 및 실리콘계 등을 들 수 있다. 본 발명에 이용되는 양이온성 계면활성제로서는, 알

킬아민 염, 제4급 암모늄 염, 알킬 피리디늄 염 및 알킬 이미다졸륨염 등을 들 수 있다. 본 발명에 이용하는 양쪽 이온성 계

면활성제는, 알킬 베타인, 알킬아민 옥사이드, 인지질 콜린을 들 수 있다. 본 발명에 이용되는 계면활성제로서는 상기 설명

한 것에 한정되지 않는다.

본 발명의 잉크조성물에 있어서의 그 외의 첨가제로서, 잉크의 안정화와 기록장치의 배관에서 잉크의 안정성을 얻기 위한

pH 조정제, 기록 매체에의 잉크의 침투를 가속화함으로써 잉크의 외관의 건조를 가속화하는 침투제, 잉크 내에서의 주형

을 방지하는 항진균제, 잉크중의 금속이온을 봉쇄하고, 노즐부에서의 금속의 석출이나 잉크 중에서 불용해성물의 석출 등

을 방지하는 킬레이트화제, 기록액의 순환, 이동, 또는 기록액 제조시의 거품의 발생을 방지하는 소포제, 산화방지제, 점도

조정제, 정전기방지제 및 자외선 흡수제 등을 포함한다.

본 발명의 잉크 조성물은, 상기 구성성분을 혼합하고, 균일하게 용해 또는 분산함으로써 조제할 수가 있다. 예를 들어, 2종

이상을 서로 혼합하거나 샌드 밀이나 볼 밀, 호모지나이저, 나노마이저를 사용함으로써 파쇄, 분산하여 잉크베이스액을 제

조하고, 이것에 용매나 첨가제에 의하여 조정할 수 있다.

다음에, 본 발명의 토너 조성물에 대하여 설명한다. 토너 조성물은, 구체적으로는, 바인더 수지 등의 분산매, 색재 및 상기

일반식(1) 또는 (2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자 화합물을 함유한다.

고분자화합물은 본 발명의 토너조성물 중에, 0.1 중량% 내지 50 중량%이고, 바람직하게는 0.5 중량% 내지 30 중량%이

다.

또한, 본 발명의 고분자 화합물은 바인더-수지 그 자체로도 사용가능하거나, 스티렌 아크릴 수지나 폴리에스테르 수지 등

의 바인더 수지와 조합하여 사용할 수 있다.
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다음에, 본 발명의 토너 조성물에 대한 고분자 화합물 이외의 다른 성분에 대하여 자세하게 설명한다. 이들 조성물은, 바인

더-수지, 색재(안료, 염료), 대전 제어제, 이형제(releasing agents), 외부 첨가제 및 자성입자 등을 포함한다.

[토너 조성물의 다른 성분]

토너조성물에 대하여 유용한 바인더 수지는, 스티렌 아크릴 공중합체, 폴리에스테르, 폴리카보네이트를 포함한다. 바인더

수지의 함유량은, 바람직하게는 10 중량% 내지 99 중량%이다. 색재로서는, 상기 잉크 조성물의 설명에 대하여 전술한 안

료나 염료가 사용가능하다. 색재의 함유량은, 바람직하게는 0.1 중량% 내지 50 중량%이다. 본 발명에 사용되는 대전제어

제는, 금속/아조착체, 트리페닐메탄계 염료, 니그로신, 암모늄 염을 포함한다. 대전제어제의 함유량은 0.1 중량% 내지 30

중량%인 것이 바람직하다. 본 발명에서 사용되는 이형제는, 합성 왁스, 천연 왁스를 포함한다. 본 발명에서 사용되는 외부

첨가제는, 실리카, 알루미나, 티타니나 등의 무기미립자 재료, 폴리 불소화 비닐리덴(PVDF) 및 폴리테트라플루오로에틸

렌 등의 수지 미립자를 포함한다. 본 발명에 사용되는 자성 입자로서는, 예를 들면 마그네타이트, 헤마타이트, 페라이트 등

을 들 수 있다. 본 발명의 토너조성물은, 이들 조성물 모두를 포함하지 않아도 작용할 수 있으며, 다른 조성물을 포함해도

된다.

본 발명의 토너조성물은, 상기의 구성성분을 혼합하고, 용융/혼련(kneading, 즉, 반죽)하여 균일하게 혼합한 후, 혼합물을

스피드 밀이나 제트 밀로 미세하게 파쇄하고, 생성된 미립자를 분류하여 소망하는 크기의 토너 미립자를 얻는다. 토너조성

물은 생성된 토너미립자에 혼합기에 의하여 외부첨가제를 혼합함으로써 조제할 수 있다.

본 발명의 제 1 및 제 2측면의 조성물은, 잉크 조성물, 토너 조성물 외에 여러가지 용도로 이용할 수 있다. 색재의 내후성

열화를 억제하는 관점에서, 색재를 함유하는 조성물의 경우, 본 발명에서 특징적으로 이용되는 블록고분자화합물에 내포

되는 것이 바람직하다. 수용성 잉크의 경우, 비교적 간단하게 블록 고분자의 미셀에, 지용성 색재 또는 소수성 표면의 색재

입자를 내포시킬 수 있다.

다음에, 본 발명의 조성물의 점도를 증가시키는 방법에 대하여 설명한다. 본 발명의 제 1 및 제 2측면의 조성물은, 수소이

온 또는 금속 양이온과 접촉함으로써, 점도를 증가시킬 수 있다. 전형적으로는, 수용액 중에서 분산상태 또는 미셀 상태인,

본 발명의 제 1측면의 고분자용액과 기능 물질을 가지는 조성물을, 수소이온 또는 다가의 금속양이온(예를 들어 아연이나

알루미늄, 칼슘, 바륨, 니켈 등의 양이온)과 접촉시켜, 분산 상태 또는 분산된 미셀상태의 미립자를 응집시킨다. 점도를 증

가시키는 방법은 미셀 고분자화합물의 응집을 포함하는 것이 바람직하다. 고분자는 카르복실산 염 등을 이온화한 것이므

로, 예를 들면 충분한 양의 수소 이온 또는 금속 양이온을 시키면 이온성 작용기가 중화되어, 미셀 사이의 친화성이 급격하

게 증가하고, 동시에 점도가 크게 증가한다. 이 방법은 잉크조성물에 적용되는 것이 바람직하다. 잉크 조성물을 기록매체

위에 부가하여 정착시키는 경우에, 잉크의 점도를 증가시키는 것은 양호한 정착성을 부여한다. 점도를 증가시키는 방법은,

이하에 설명하는 화상 형성 방법 및 화상 형성 장치에 적합하게 적용된다.

본 발명의 조성물을, 수소이온 또는 다가의 금속 양이온의 용액에 접촉시키는 방법, 또는 매체를 미리 수소 이온 또는 다가

의 금속 양이온으로 도포시킴으로써 점도를 증가시킬 수 있다. 접촉 혹은 첨가하는 수소이온 또는 다가의 금속 양이온의

양은, 고분자화합물의 이온성 기에 대하여 O.O1mo1당량 내지 1OOmo1당량의 범위 내에 있으며, 바람직하게는 0.05 mol

당량 내지 50 mo1당량이 바람직하다.

또한 본 발명의 조성물은 자극에 따라서 점도를 증가시킬 수 있다. 화상형성의 공정에서 자극을 인가함으로써 점도가 증가

하고, 양호한 정착성을 얻을 수 있다. 화상을 형성하기 위하여, 그 자극은, 온도, pH, 농도, 전자기파 및 이들 조합 등으로부

터 선택될 수 있다.

다음에, 본 발명의 토너 조성물 또는 잉크 조성물을 이용하는 화상형성방법 및 화상 형성 장치에 대하여 설명한다.

[화상형성방법 및 화상형성장치]

본 발명의 잉크 조성물은, 각종 인쇄법, 잉크젯법, 전자 사진법 등의 여러 가지 화상 형성 방법 및 상기 방법에 의거하여 화

상을 형성하는 장치에 사용할 수 있다.

본 발명의 화상 형성 방법은, 본 발명의 조성물에 의하여 양호한 화상을 형성할 수 있다. 본 발명의 화상 형성 방법의 바람

직한 일실시형태는, 잉크 토출노즐부로부터 본 발명의 잉크 조성물을 기록매체 위에 토출하여 화상을 형성할 수 있다. 바

람직한 방법의 하나로서, 열에너지를 사용하여 노즐부로부터 잉크를 토출하는 잉크젯법을 이용할 수 있다.
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각종 잉크젯프린터는 본 발명의 조성물을 사용할 수 있다. 본 발명의 잉크젯용 잉크 조성물을 이용하는 잉크젯프린터로서

는, 압전기를 이용한 피에조 잉크젯 방식이나, 잉크에 열에너지를 작용시켜서 발포하는 열잉크젯 방식을 포함한다.

잉크젯기록장치에 대하여 도 1을 참조하면서 개략적으로 설명한다. 도 1에 도시된 장치는 본 발명을 설명하지만, 본 발명

을 제한하지 않는 것으로 이해하여야 한다.

도 1은, 잉크젯 기록 장치의 구성을 도시하는 블럭도이다.

도 1은, 헤드를 이동시켜서 기록매체에 기록하는 것에 대하여 도시한다. 도 1에서, X 및 Y방향으로 헤드(70)를 구동하는

모터(56), (58)의 각각은, 각각의 모터를 구동하는 회로(52), (54)를 개재하여, 장치의 모든 동작을 명령하는 CPU(50)에

연결되어 있다. CPU(50)는 회로(52), (54)를 통하여 모터(56), (58)에 지시하여 기록매체 위의 주어진 위치로 X 및 Y방향

으로 헤드(70)를 구동시킨다.

도 1에 도시한 바와 같이, 헤드구동회로(60)는, X 및 Y방향에 관하여 헤드를 구동하는 모터(56), (58)이외에, 헤드(70)에

도 접속되어 있어, CPU(50)의 지시에 따라서 일정한 동작에 대한 헤드(70)를 구동, 즉 잉크의 방출을 행한다. CPU(50)에

는, 헤드위치를 검출하는 X엔코더(62) 및 Y엔코더(64)가 접속되어 있고, 헤드(70) 위치의 정보가 입력된다.

제어프로그램은 프로그램 메모리(66)에 입력된다. CPU(50)는, 이 제어프로그램과 X엔코더(62) 및 Y엔코더(64)의 위치

정보에 의거하여, 기록매체 상의 소망한 위치로 헤드(70)를 구동하고, 헤드에 지시하여 그 위치에 잉크를 토출한다. 장치

는, 이와 같은 방식으로 기록매체 위에 소망하는 화상을 형성한다.

또한, 복수의 잉크젯용 잉크를 장전한 화상기록장치의 경우, 각 잉크젯용 잉크에 대해서 상기와 같은 조작을 소정 회수 실

시함으로써, 피기록 매체 위에 소망하는 화상을 형성할 수 있다.

또한, 필요에 따라서 잉크를 토출한 후 헤드(70)를, 해당 헤드에 부착된 잉여의 잉크를 제거하는 수단(도시하지 않음)이 형

성된 위치로 이동시켜서, 적절한 와이핑수단에 의하여 세정할 수 있다. 구체적인 세정수단은, 상기 목적에 대하여 사용되

는 종래의 수단으로부터 선택될 수 있다.

상기 화상형성 과정이 종료한 때, 도시하지 않는 기록매체 반송기구에 의해, 기록매체는 새로운 매체에 의하여 대체된다.

상기 실시형태는 본 발명의 영역 이내에서 수정될 수 있거나 변형할 수 있다. 예를 들면, 상기 설명에서는 헤드(70)를 XY

축방향으로 이동시키는 것에 대하여 나타내었으나, X방향으로만 이동시켜서 기록매체를 Y방향으로 이동시키도록 하여 화

상을 형성하도록 설계할 수 있다.

본 발명에 의하면, 잉크젯기록헤드는 잉크를 토출하기 위하여 열에너지를 발생하는 수단(예를 들면 전기열변환소자 또는

레이저)을 구비하여 우수한 효과를 발휘한다. 이러한 시스템은 정밀한 화상을 생성할 수 있다. 본 발명의 잉크조성물이 열

잉크젯기록에 사용되는 경우 우수한 화질을 또한 달성할 수 있다.

예를 들면, 상기 열에너지를 발생하는 수단을 구비한 장치의 대표적인 구성이나 작용원리는, 예를 들면, 특허문헌 1 및 2에

의해서 개시되어 있는 기본적인 원리를 의거하는 것이 바람직하다. 이 장치는 소위 온-디맨드(On - Demand) 또는 연속형

의 어느 것에도 적용가능하며, 액체가 안전하게 유지되므로, 토출정보에 대응하는 적어도 하나의 구동신호타입이, 유로에

위치결정되는 전기열변환소자에 적용되어 열에너지를 발생시켜서 급속하게 온도가 상승하여 적어도 핵비등을 야기시킨

다. 상기 열에너지는 헤드 내의 히터 보드 상의 막비등을 야기시켜서, 1 대 1로 대응한 신호에 따라서 열 작용에 의하여 발

포가 형성된다. 액체는, 발포의 성장/수축에 의하여 토출용 개구로부터 액체가 토출되어 적어도 하나의 방울을 형성한다.

즉시 발포의 성장/수축을 야기시켜 액체의 발포에 대한 신속한 응답을 달성할 수 있으므로, 펄스형상의 구동신호가 더욱

바람직하다. 이때의 펄스구동신호로서는 특허 문헌 3 또는 4에 기재된 것이 바람직하다. 더욱 우수한 토출은, 특허문헌 5

에 기재된 히터의 온도-상승율에 관한 조건하에서 행할 수 있다.

토출구, 전기열변환소자, 직선형상 또는 직각형상인 유로를 구비한 상기 특허문헌에 기재된 헤드구조 이외에도, 특허문헌

6 또는 7에 기재된 다른 구조는, 히터가 굴곡된 영역내에 배치된 구성도 본 발명에 포함된다. 이들 구조 전체도 본 발명의

범위내이다. 또한, 특허문헌 8은 이들 변환기에 대한 토출구로서 작용하는 공통하는 슬릿과 2개 이상의 전기열 변환기를
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가진 구조에 대하여 개시하고 있다. 특허문헌 9는 토출구로서 열에너지에 의해 야기된 압력파를 흡수하는 개구를 가진 구

조에 대하여 개시한다. 이들 구조도 본 발명에 유용하다. 즉, 본 발명은 어느 구조의 헤드에 의해서도 안전하고 효율성 있

게 잉크를 토출할 수 있다.

본 발명의 화상형성장치는, 기록매체의 최대폭에 대응한 길이를 가지는 풀-라인타입의 헤드를 구비한 경우, 본 발명은 유

효하게 적용할 수 있다. 헤드구조는 제한되지 않는다. 예를 들면, 최대폭은 2개 이상의 헤드의 조합 또는 단일의 헤드에 의

하여 도포될 수 있다.

또한, 본 발명의 장치는, 시리얼 타입의 헤드, 장치 본체에 고정된 헤드, 또는 장치 본체에 장착되는 것으로 장치 본체와 전

기적인 접속이나 장치 본체로부터의 잉크 공급이 가능하게 되는 교환가능한 칩타입의 헤드를 구비한 경우에도 유효하다.

또한, 본 발명의 장치는, 액체방울제거수단을 구비할 수 있다. 이러한 장치는 더욱더 우수한 토출효과를 실현할 수 있다.

또한, 본 발명의 장치는, 보조수단을 구비한 구조를 지닐 수 있다. 이러한 구조는, 본 발명의 효과를 한층 안정화할 수 있으

므로 바람직하다. 이들 보조수단의 구체적인 예는, 헤드에 대한 캡핑 수단, 가압 또는 흡인수단, 다른 전기열변환체, 또는,

이들의 조합을 이용해 가열을 실시하는 예비가열수단, 잉크의 토출수단 이외의 예비 토출 수단 등을 들 수가 있다.

본 발명에 대한 가장 효율적인 장치는 상기 설명한 바와 같이, 막비등을 실행하는 것이다.

본 발명의 헤드에서의 각각의 포트는 잉크의 토출량은, 0.1 피코리터 내지 100 피코리터인 것이 바람직하다.

또한, 본 발명의 잉크 조성물은, 중간 전사체에 잉크를 인쇄한 후, 종이 등의 기록 매체에 전사하는 기록 방식 등을 이용한

간접기록장치에도 이용할 수 있다. 직접기록방식에 의한 중간 전사체를 이용한 기록장치에도 적용할 수 있다.

<제 4측면의 중합성 화합물>

본 발명의 제 4측면은 일반식(3)으로 표시되는 화합물이다. 상기 화합물에 대하여 이하 상세하게 설명한다.

더욱 구체적으로, 상기 일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물로서는 다음과 같은 것을 들 수 있다:

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)4PhPhCOOCH3

CH2=CHO(CH2CH2O)7PhPhCOOCH3

CH2=CHOCH2CH2OPyPhCOOCH3

CH2=CHOCH2CH2OPyPhCOOC2H5

CH2=CHO(CH2CH2O)2(CH2)20ONpPhCOOC 2H5

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH 2CH2O(CH2)2OPhPhCOOC2H5

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2O(CH2)3OPhPhCOOC 2H5

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2O(CH2)4OPhPhPhCOOC 2H5

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH 2CH2O(CH2)5OPhPhCOOC2H5

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2CH2CH2O(CH 2)6OPhNpCOOC2H5
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CH2=CHOCH(CH3)CH2O(CH2)7OPhPhCOOC2H 5

CH2=CHOCH(CH3)CH2O(CH2)8OPhPhCOOC2H 5

CH2=CHOCH2CH(CH3)O(CH2)10OPhPhCOOC2H 5

CH2=CHOCH(C2H5)CH2O(CH2)15OPhPhCOOC 2H5

CH2=CHOCH2CH(CH3)O(CH2)20OPhNpCOOC2H 5

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)2OPhPhCOOPhH

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)3OPhPhPhCOOCH2PhH

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)4OPhPhCOOPyrH

CH2=CHOCH2CH2CH2CH2O(CH2)5OPyrPhCOOPhH

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)6OPhPhCOOPh(OCH3)

CH2=CHO(CH2CH20)2(CH2)7OPhPhPhCOOPh(OCH 3)

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)8OPhPhCOOPh(OCH3)

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)10OPhPhCOOPh(OCH3)

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)15OPhPhCOOPh(OCH3)

CH2=CHOCH2CH2O(CH2)20OPhPhCOOPh(OCH3)

(식 중, Ph는 1,4-페닐렌 또는 1,3-페닐렌이며; Py는 2,5-피리미딜렌이며; 2,5-Pyr은 피리딜렌; 및 Np는 2,6-나프틸렌,

1,4-나프틸렌 또는 1,5-나프틸렌임).

일반식(3)에서, A는 메틸기, 에틸기, 프로필기, 페닐기 등으로 치환 또는 무치환된 탄소원자수 2 내지 10의 알킬렌기이며;

m은 1 내지 10의 정수이며;

B는 메틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌 또는 옥틸렌 등의 알킬렌기이며;

D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트란일렌, 티오페틸렌 또는 퓨란일렌이며;

n는 2 내지 5의 정수이고;

R은 탄소 원자수 1 내지 10까지의 알킬기이거나, 알킬기, 알콕시기 등으로 치환 또는 무치환된 페닐기, 피리딜기 또는 비

페닐기를 가진 방향족 환구조이다.

일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물은,
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하기 일반식(8) :

(식 중, A는 에틸렌, 프로필렌이며; m은 0 내지 5의 정수이며, m이 2 이상인 경우 A는 각각 상이해도 되며; B는 단일 결합

또는 탄소수 1 내지 5까지의 알킬렌기를 나타내고; D는 페닐렌, 나프틸렌이며; n는 2 내지 5의 정수이고, D는 각각 상이해

도 되며; R는 수소 원자, 알킬기 또는 페닐기임)로 표시되는 것이 바람직하다.

일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물에 있어서는, 구조에서 2개 이상의 방향족 환을 가지며 곁사슬의 말단은 방향족 카

르복실산 유도체이다. 이러한 화합물은 결정성이 높고, 정밀중합반응에 이용하기 위한 순도의 향상이 비교적 용이하다는

이점이 있다. 또한, 방향족 카르복실산은 지방족 카르복실산과는 다른 산성도를 갖고 있으므로, 이러한 중합성 화합물은

산성도가 변화하는 다양한 폴리비닐 에테르구조의 기능성 고분자화합물을 제공하는 데 유용하다.

일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물의 구체적인 예로서는, 이하에 나타내는 에테르화에 의해 일반적으로 합성된다:

<제 5측면의 고분자화합물>

본 발명의 제 5측면은, 일반식(4)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물이다. 상기 화합물에 대하여 이하 상

세하게 설명한다.

더욱 구체적으로 상기 일반식(4)로 표시되는 모노머유닛으로서는 이하의 것을 들 수 있다:
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(식 중, Ph는 1,4-페닐렌 또는 1,3-페닐렌이며; Py는 2,5-피리미딜렌; 2,5-Pyr는 피리딜렌이며; 및 Np는 2,6-나프틸렌,

1,4-나프틸렌 또는 1,5-나프틸렌임).

일반식(4)에서, A는 메틸기, 에틸기, 프로필기, 페닐기 등으로 치환 또는 무치환된 탄소원자수 2 내지 10의 알킬렌기이며;

m은 1 내지 10의 정수이며,

B는 메틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌, 옥틸렌 등의 알킬렌기이며,

D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트라닐렌, 티오페닐렌, 퓨라닐렌 등의 방향족 환구조이며,

n은 2 내지 5의 정수이고,

R은 1 내지 10의 탄소수를 가진 알킬기이거나, 알킬기, 알콕시기 등으로 치환 또는 무치환된 페닐기, 피리딜기, 비페닐기

등의 방향족 환구조이다.

일반식(4)로 표시되는 반복모노머유닛은 하기 일반식(9):

일반식(9)
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(식 중 A는 에틸렌 또는 프로필렌이며; m은 0 내지 5의 정수이고, m이 2이상인 경우 A는 서로 달라도 되며; B는 단일 결

합이거나 탄소원자수 1 내지 5의 알킬렌기이며; D는 페닐렌 또는 나프틸렌이고; n은 2 내지 5의 정수이고; R은 수소원자

이거나 알킬기 또는 페닐기임)로 표시되는 것이 바람직하다.

일반식(4)로 표시되는 본 발명의 화합물은 단위 구조에 2개 이상의 방향족 환구조를 지니고 있고, 측쇄의 말단이 방향족

카르복실산염이다. 2개 이상의 방향족 환구조를 지닌 방향족 카르복실산은 지방족 카르복실산의 것과는 다른 산성도를 가

진다. 그 결과, 산성도가 비닐에테르모노머유닛에 따라서 변하는 다양한 기능성 고분자화합물을 형성할 수 있으므로 화합

물이 매우 유용하다. 또한, 방향족 환구조의 부분은 상호 간에 매우 높은 결정성과 매우 높은 유사성을 갖기 때문에 자기조

직성에 의거하여 특징적인 기능을 발현할 수 있다.

일반식(4)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물은 일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물의 중합에 의해

생산되는 것이 바람직하다. 상기 공정은 중합개시제의 공존하에 양이온중합에 의하여 주로 달성된다. 상기 공정에 사용되

는 중합개시제로서는 염산, 황산, 메탄설폰산, 트리플루오로아세트산, 트리플루오로메탄설폰산과 과염소산 등의 프로톤

산; 또는 루이스산(예를 들면, BF3, A1Cl3, TiCl4, SnCl4, FeCl3, RAlCl2, 또는 R1.5AlCl1.5(식 중, R은 알킬기임))과 양이

온원과의 조합(양이온원으로서는 프로톤산이나 물, 알콜 또는 비닐에테르와 카르복실산의 부가체 등을 들 수 있음)을 포함

한다. 일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물(모노머)을 중합개시제의 공존하에 중합반응을 진행함으로써 고분자화합물

을 합성할 수 있다.

본 발명의 일반식(4)로 표시되는 모노머유닛을 가지는 고분자 화합물의 수평균 분자량은, 200 이상 10,000,000 이하이며,

바람직하게 이용되는 범위로서는 1,000 이상 1,000,000 이하이다. 10,000,000을 넘으면, 고분자 사슬 내에 또는 고분자

사슬 사이에 지나치게 얽히기 때문에 용제에 분산되기 어려우며, 200 미만인 경우, 분자량이 작음으로 인하여 고분자화합

물의 충분한 입체 효과를 발현할 수 없는 경우가 있다. 또한, 본 발명의 고분자 화합물은 단일의 모노머유닛으로 이루어진

호모폴리머이거나 복수의 모노머유닛으로 이루어진 공중합폴리머이어도 된다.

공중합 폴리머인 경우, 바람직하게는 일반식(4)로 표시되는 모노머유닛구조가 1mo1% 이상 함유되어 있고, 더욱 바람직

하게는 3mo1% 이상이다. 일반식(4)로 표시되는 모노머유닛구조의 함유량이 1mol% 미만인 경우, 분산성 향상 등의 기능

성이 충분히 발휘되지 않는 경우가 있다. 또한, 바람직하게는, 공중합 폴리머는 모노머유닛인 비닐에테르 모노머유닛을

50mol% 함유하며, 더욱 바람직하게는 80mol% 이상이다.

<제 6측면의 고분자 화합물>

본 발명의 제 6측면은 상기 일반식(5)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자 화합물이다.

상기 일반식(5)로 표시되는 모노머유닛의 구체예로서는, 이하의 것을 들 수 있다:
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(식 중, Ph는, 1,4-페닐렌 또는 1,3-페닐렌이며; Py는 2,5-피리미딜렌; 2,5-Pyr는 피리딜렌이며; 및 Np는 2,6-나프틸

렌, 1,4-나프틸렌 또는 1,5-나프틸렌임).
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바람직하게는, 일반식(5)에서, A는 메틸, 에틸 프로필, 페닐 등에 의해 치환될 수 있는 탄소원자수 2 내지 10의 알킬렌기이

며;

m은 1 내지 10의 정수이며,

B는 메틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌, 옥틸렌 등의 알킬렌기이며,

D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트란일렌, 티오페틸렌, 퓨란일렌 등이며,

n은 2 내지 5의 정수이고,

M은 예를 들면 나트륨, 칼륨, 리튬 등의 1가의 금속 양이온이며, 마그네슘, 칼슘, 니켈 및 철 등의 다가의 금속 양이온이다.

M이 다가의 금속 양이온인 경우, M는 2개 이상의 음이온 COO-과 이온쌍을 형성한다.

일반식(5)로 표시되는 반복 모노머유닛은, 하기 일반식(10):

일반식(10)

(식 중, A는 에틸렌 또는 프로필렌이며; m은 0 내지 5의 정수이고 m이 2 이상인 경우, A는 각 경우에 있어서 상이해도 되

며; B는 단일 결합 또는 탄소수 1 내지서 5의 알킬렌기이며; D는 페닐렌, 또는 나프틸렌이며; n는 2 내지 5의 정수이며, n

이 2 이상인 경우, D는 각 경우에 있어서 상이해도 되며; M은 1가 또는 다가의 금속 양이온임)으로 표시되는 것이 바람직

하다.

일반식(5)로 표시되는 반복 모노머유닛으로 이루어진 고분자 화합물은, 일반식(4)로 표시되는 각각의 모노머유닛으로 이

루어진 고분자화합물의 말단 에스테르 부분을 알칼리 가수분해함으로써 얻을 수 있다. 산에 의해 가수분해한 후 알칼리 처

리함으로써 얻을 수도 있다. 그러나, 전자의 공정이 바람직하다.

일반식(5)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물의 수평균 분자량은 200 이상 10,000,000 이하이며, 바람

직하게 이용되는 범위로서 1,000 이상 1,000,000 이하이다. 10,000,000을 넘으면, 고분자 사슬 내에 또는 고분자 사슬 사

이에 지나치게 얽히기 때문에 용제에 분산되기 어려우며, 200 미만인 경우, 분자량이 작음으로 인하여 고분자화합물의 충

분한 입체 효과를 발현할 수 없는 경우가 있다. 또한, 본 발명의 고분자 화합물은 단일의 모노머유닛으로 이루어진 호모폴

리머이거나 복수의 모노머유닛으로 이루어진 공중합 폴리머이어도 된다. 공중합 폴리머의 경우, 바람직하게는 일반식(5)

로 표시되는 모노머유닛구조를 1mo1% 이상 함유하며, 더욱 바람직하게는 3mo1% 이상이다. 일반식(5)로 표시되는 모노

머유닛구조의 함유량이 1mol% 미만인 경우, 분산성 향상 등의 기능성이 충분히 발휘되지 않는 경우가 있다. 또한, 바람직

하게는, 공중합체가 모노머유닛의 비닐에테르 모노머유닛 50mol%를 함유하며, 더욱 바람직하게는 80mol% %이상이다

본 발명의 제 5 및 제 6측면의 각각의 고분자화합물은 본 발명의 제 1측면의 조성물에 대한 구성성분으로서 사용된다.

<제 7측면의 고분자화합물>

본 발명의 제 7측면은, 상기 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛을 가지는 블록 고분자 화합물이다.

본 발명의 블록 고분자에 포함되는 모노머유닛을 표시하는 일반식(1)에 있어서, A의 탄소 원자수, m 및 n의 바람직한 범위

및, A, B, D, R에 있어서의 구체적인 예는, 제 1측면의 고분자화합물에 있어서 일반식(1)의 것과 동일하다.

더욱 구체적으로는, 일반식(1)에서, A는, 탄소원자수 2 내지 10의 알킬렌기다. A로서의 알킬렌기는 메틸기, 에틸기, 프로

필기, 페닐기 등으로 치환되어 있어도 된다.
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m는 바람직하게는 1 내지 1O이다.

B는 메틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 부틸렌, 펜틸렌, 헥실렌, 헵틸렌, 옥틸렌 등인 알킬렌기이며,

D는 페닐렌, 피리딜렌, 피리미딜렌, 나프틸렌, 안트라닐렌, 페난트란일렌, 티오페틸렌, 퓨란일렌 등인 방향족 환구조이며,

n은 바람직하게는 1 내지 5의 정수이고,

R은 바람직하게는 탄소 원자수 1 내지 10의 알킬기이며, 알킬기, 알콕시기 등으로 치환 또는 무치환된 페닐기, 피리딜기,

비페닐기 등의 방향족 환구조이다.

일반식(6)으로 표시되는 바람직한 모노머유닛은 본 발명의 블록고분자에 포함되는 것이 바람직하다.

일반식(1)로 표시되는 반복 모노머유닛의 구체적인 예는, 본 발명의 블록고분자화합물에 대한 구체적인 예이기도 하다.

상기 블록 고분자 화합물은, 일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물의 중합반응에 의해 생산되는 것이 바람직하다. 상기

공정은 중합개시제의 존재하에 양이온 중합에 의하여 주로 달성된다. 상기 공정에 사용되는 중합개시제는 염산, 황산, 메

탄설폰산, 트리플루오로아세트산, 트리플루오로메탄설폰산 및 과염소산 등의 프로톤산; 또는 루이스산[예를 들면, BF3,

A1Cl3, TiCl4, SnCl4, FeCl3, RAlCl2 또는 R1.5AlCl1.5(식 중 R은 알킬임)]과 양이온원과의 조합(양이원산 및 물, 알콜 또

는 비닐에테르 및 카르복실산의 부가체)을 포함한다. 일반식(3)으로 표시되는 중합성 화합물(모노머)의 중합을 중합개시

제의 존재하에 진행시킴으로써 고분자화합물을 합성할 수 있다.

다음에, 본 발명에 대하여 더욱 바람직하게 이용되는 중합방법에 대하여 설명한다. 폴리비닐에테르 모노머유닛으로 이루

어진 고분자의 합성법에 대하여 다수 보고되어 있다(예를 들면 특허문헌 10). 대표적인 예로서, 아오시마 등에 의한 양이

온 리빙중합방법이다(특허문헌 11 및 12). 양이온 리빙중합방법은 정확한 길이(분자량)를 가진 다양한 고분자를 합성할

수 있으며, 이들 고분자는 호모폴리머 또는 복수의 모노머 성분으로 이루어진 공중합체, 블록 폴리머, 그라프트 폴리머, 그

래쥬에이션 폴리머를 포함한다. 또는, 리빙공중합공정은 HI/I2 또는 HCl/SnCl4을 사용하여 실시할 수 있다.

제 7측면의 블록고분자화합물은 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 블록세그먼트를 가지며, 적어도 하나의

블록세그먼트는 상기 세그먼트와는 다르다.

일반식(1)로 표시되는 것과는 상이한 블록세그먼트로 구성된 모노머유닛은 하기 일반식(11)로 표시되는 것이 바람직하다:

일반식(11)

(식 중, R1는 탄소수 1 내지 18까지의 직쇄형상, 분기형상 또는 환형상 알킬기, Ph, Pyr, Ph-Ph, Ph-Pyr, -(CH(R2) -CH

(R3)-O)P -R4 및―(CH2)m - (O)n -R4로 이루어진 군으로부터 선택되며, 상기 방향족 환은 탄소수 1 내지 4의 직쇄형상

또는 분기형상 알킬기에 의해 치환되어 있어도 되고, 또한 방향족 환내의 탄소원자는 질소원자에 의해 치환되어 있어도 되

며;

p는 1 내지 18의 정수, m는 1 내지 36의 정수, n은 0 또는 1이고;

R2 및 R3은 각각 독립적으로 수소원자 또는 CH3이며;
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R4는 수소원자, 탄소원자수 1 내지 18의 직쇄형상, 분기형상 또는 환상의 알킬기, Ph, Pyr, Ph-Ph, Ph-Pyr, -CHO, -

CO-CH=CH2 또는 ―CO-C (CH3)=CH2 및 -CH2 COOR7로 이루어진 군으로부터 선택되고, R4가 수소 원자 이외의 경우,

탄소 원자에 결합하고 있는 수소 원자는 탄소수 1 내지 4의 직쇄형상 또는 분기형상의 알킬기 또는 F, Cl 또는 Br에 의해

치환되어 있어도 되고, 방향족 환 중의 탄소원자는 질소원자로 치환되어 있어도 되며;

R7은 수소 원자 또는 탄소원자수 1 내지 4의 알킬기이고;

Ph는 페닐기이며, Pyr는 피리딜기임).

더욱 구체적으로, 이들 모노머유닛은 이하의 것을 포함한다:

본 발명의 블록고분자화합물에 함유되는 일반식(1)로 표시되는 모노머유닛의 함유랑은, 고분자화합물에 대하여 0.01 내

지 99.5 mo1%이며, 바람직하게는 1 내지 95 mo1%이다. 함유량이 0.01 mo1% 미만인 경우, 고분자에 대한 상호작용이

불충분할 수 있으며, 99.5 mo1% 이상이면, 반대로 지나친 상호작용으로 인하여 기능이 불충분할 수 있다. 일반식(1)로 표

시되는 것 이외의 모노머유닛의 함유량은, 고분자 화합물 전체에 대해서 0.5~99.99 mo1%이며, 바람직하게는 5~99

mo1%이다.

일반식(1)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 고분자화합물의 수평균 분자량(Mn)은 200 이상 10,000,000 이하이며,

바람직하게 이용되는 범위로서 1,000 이상 1,000,000 이하이다. 10,000,000을 넘으면, 고분자 사슬 내에 또는 고분자 사

슬 사이에 지나치게 얽히기 때문에 용제에 분산되기 어려우며, 반면에, 200 미만인 경우, 분자량이 지나치게 작음으로 인

하여 고분자화합물의 충분한 입체 효과를 발현할 수 없는 경우가 있다.

<제 8측면의 블록고분자화합물>

본 발명의 제 8측면은, 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛으로 이루어진 블록고분자화합물이다.

본 발명의 블록 고분자에 함유되는 모노머유닛을 표시하는 일반식(2)에 있어서, 바람직한 A, m, B, D, n, M 및 그들의 구

체적인 예는, 상기 제 2측면의 고분자화합물에서 개시된 것과 동일하다.

본 발명의 제 2측면에서의 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛의 구체적인 예는, 본 발명의 블록고분자에 대한 모노머유닛

과 또한 동일하다.

본 발명의 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛을 가진 블록 고분자 화합물은, 일반식(1)로 표시되는 해당하는 모노머유닛으

로 이루어진 고분자화합물의 말단 에스테르 세그먼트의 알칼리 가수분해에 의해 얻을 수 있다. 산으로 가수분해한 후 알칼

리 처리하는 것에 의해서도 얻을 수 있지만, 전자의 방법이 바람직하다. 또한, 알칼리를 공존시키면서 가수분해한 후, 양이

온을 교환함으로써 얻을 수도 있다.

제 8측면의 고분자 화합물은, 블록 세그먼트를 지니는 동시에 해당기 블록 세그먼트와는 다른 구조의 블록 세그먼트를 적

어도 하나 가지는 고분자 화합물이다. 일반식(2)로 표시되는 것과는 다른 블록 세그먼트를 구성하는 모노머유닛 구조로서

는, 바람직하게는, 일반식(11)로 표시되는 모노머유닛구조를 들 수 있다.
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본 발명의 블록 고분자 화합물 중에 함유되는 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛구조의 함유량은, 고분자 화합물 전체에 대

해서 0.01~99.5 mo1%, 바람직하게는 1~95 mo1%인 것이 바람직하다. 0.01 mo1%미만에서는 고분자화합물의 상호작

용이 불충분할 수 있으며, 반대로 99.5 mo1% 이상이면 지나친 상호작용으로 불충분한 기능을 발현할 수 있어 바람직하지

않다. 또한, 일반식(2)로 표시되는 모노머유닛 이외의 단위 구조의 함유량은, 고분자 화합물 전체에 대해서 0.5~99.99

mo1%이며, 바람직하게는 5~99 mo1%인 것이 바람직하다.

일반식(2)로 표시되는 모노머유닛을 가지는 블록 고분자 화합물의 수평균 분자량(Mn)은, 200 이상 10,000,000 이하이며,

바람직하게 이용되는 범위로서 1,000 이상 1,000,000 이하이다. 10,000,000을 넘으면, 고분자 사슬 내에 또는 고분자 사

슬 사이에 지나치게 얽히기 때문에 용제에 분산되기 어려우며, 반면에 200 미만인 경우, 분자량이 지나치게 작음으로 인하

여 고분자화합물의 충분한 입체 효과를 발현할 수 없는 경우가 있다.

발현이 예상되는, 제 7 및 제 8측면의 블록 고분자 화합물의 바람직한 성질은 양친매성이다. 이들 특성은 화합물에 소수성

블록 세그먼트와 친수성 블록 세그먼트를 동시에 형성함으로써 실현할 수 있다. 양친매성인 경우, 본 발명의 블록고분자화

합물이 수성 용매에서 미셀 상태를 형성할 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 후술하는 바와 같이, 기록재료에 있어서 바람직

한 성질을 발현하는 것이 가능하다.

또한, 분산안정성 향상, 함유능력의 향상을 위해서, 기능성 물질과의 친화력과 얽힘의 관점에서 블록고분자는 분자 운동성

이 보다 유연한 것이 바람직하다. 또한 후술하는 바와 같이, 기록매체 상에서 피복층을 형성하기 쉬운 점에서도 유연한 블

록 고분자가 바람직하다. 블록 고분자의 주사슬의 유리 전이 온도 Tg는, 바람직하게는 20℃이하이며, 보다 바람직하게는

0℃이하이며, 더욱더 바람직하게는 -20 ℃이하이다. 일반적으로, 폴리비닐 에테르 고분자는, -20℃이하의 유리전이온도

를 갖는다.

본 발명의 제 5 및 제 6측면의 고분자 화합물, 그리고, 제 7 및 제 8 블록 고분자 화합물은, 본 발명의 제 1측면의 조성물에

대하여 각각 바람직한 성분이다.

블록 고분자 화합물의 각 세그먼트는 단일의 모노머유닛 또는 2개 이상의 모노머유닛으로 이루어질 수 있다. 또한, 본 발

명의 블록 고분자 화합물은, 디-, 트리- 또는 테트라-블록고분자 또는 그 이상일 수 있다. 또한, 다른 고분자에 그라프트

결합한 블록고분자이어도 된다.

<제 9측면의 블록고분자화합물>

본 발명의 블록 고분자 화합물은, 방향족 카르복실산구조를 지니는 것을 특징으로 한다. 방향족 카르복실산의 특징중 하나

는, 석탄산 또는 지방족 카르복실산 등에 비하여, 산성도가 높으며, 즉, 산성도를 나타내는 pKa가 작다. 이와 같은 사실은,

방향족 카르복실산의 해리도 또는 그 알칼리염이 높다라는 것을 의미한다. 높은 양친매성을 갖은 블록고분자를 실현할 수

있으며, 기능성 물질을 분산시킬 수 있으며 분산효율성을 안정화할 수 있다.

본 발명의 블록 고분자는 pKa가 4.5 이하, 바람직하게는 4.3 이하인 유기산 또는 그 알칼리염을 사용할 수 있다. 따라서,

높은 해리도에 의하여, 높은 양친매성과 기능성 물질의 높은 분산성 및 분산안정성을 가진 블록고분자를 실현할 수 있다.

pKa값은 산의 전리지수이다. pKa는 후술하는 바와 같이, 수중에서의 농도와 수소이온농도로부터 결정된다.

본 발명에서, 고분자의 pKa가 결정되는 경우, 농도는 고분자의 몰농도가 아닌, 산작용기를 가진 모노머유닛의 몰농도이다.

모노머유닛의 몰농도는 산염기의 적정 또는 NMR분석에 의하여 결정될 수 있다.

희석수용액에서, 산해리상수 Ka는 [H3O
+] [B-] / [BH]로 표시하며, 여기서 BH는 유기산이며, B-는 유기산의 공액염기

를 나타낸다. pKa는 -1ogKa이다.

또한, pKa는, 예를 들면 pH미터에 의해 측정된 수소이온농도와 상기 정의된 몰농도에 의하여 구할 수 있다.

상기 설명한 바와 같이, 본 발명은, 색재 또는 고체성분을 분산시킴으로써 더욱 효율적으로 토너조성물 또는 잉크를 제조

하기 위하여 적합하게 사용되는 고분자화합물을 제공한다. 본 발명의 조성물은, 다양한 화상형성방법, 즉, 전자사진 및 잉

크젯프린팅에 적절하게 사용된다.
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또한, 본 발명의 용매 또는 분산매체를 가진 조성물은, 본 발명의 조성물, 예를 들면, 잉크 또는 토너조성물 및 기록재료를

제공할 수 있다.

이하, 실시예에 의하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명하지만, 본 발명은 이들로 제한되지 않는다.

<실시예 1>

의 합성

2-클로로에틸 비닐 에테르 0.42몰과 에탄올 300㎖에, 탄산칼륨 0.8몰, 에틸 4-하이드록시벤조에이트 0.42몰, 테트라부

틸 암모니움 요오드화물 4g을 질소 분위기하 40시간 가열환류하였다. 반응혼합액을 여과하고, 용매를 증류제거하고, 컬럼

크로마토그래피를 실시한 후, 메탄올로 재결정하였다. 이것은, 수율 32%에서, 가스 크로마토그래피에 의한 순도 99.9%의

을 얻었다.

실시예 1에서 제조된 화합물을 가수분해하였으며, 생성된 카르복실산의 pKa를 수중에서 측정한바, 4.38이었다.

<실시예 2>

<고분자 화합물의 합성(1)>

실시예 1에서 얻어진 중합성 화합물 0.1몰, 물 0.001 몰, 에틸 알루미늄 디클로라이드 0.005 몰을 무수톨루엔중에서 양이

온중합을 행하였다.

20시간 동안 반응을 진행한 후, 메틸렌 클로라이드 및 물을 반응혼합물에 부가함으로써 반응을 종료시켰다. 혼합물을 물로

세정하고, 묽은 염화수소산으로 세정한 다음, 알칼리에 의해 세정하고, 무수 황산 나트륨으로 건조하고, 용매를 증류제거

해서 고분자량 화합물(폴리머)을 얻었다. 체적 배제 크로마토그래피에 의하여 구한 수평균분자량은 4,100이었다.

<실시예 3>

의 합성

에틸 4-하이드록시벤조에이트를 CH2=CHOCH2CH2OCH2CH2OTs (Ts는 토실기임)로 대체한 것을 제외하고는, 실시예

1과 동일한 방식으로 를 합성하였다(수율 : 21%).

<실시예 4>

의 합성

에틸 4-하이드록시페닐벤조에이트를 에틸 4-(4'-하이드록시페닐)벤조에이트로 대체한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동

일한 방식으로 를 합성하였다(수율 : 22%).

실시예 3 및 4에서 얻어진 각각의 중합성 화합물을 이용해, 실시예 2와 동일한 방식으로 중합하여 고분자 화합물을 얻었

다. 이들 화합물에 대해, 각각, 체적배제 크로마토그래피에 의해 구한 수평균 분자량은, 1800 및 3400이었다.

<실시예 5>

<고분자 화합물의 합성(2)>
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실시예 2에서 합성한 고분자 화합물(폴리머)을 5N 수산화나트륨 수용액으로 40시간 실온(23℃)에서 교반하여 에스테르

를 가수분해했다. 반응혼합물을 5N 염산으로 중화하고, 염화 메틸렌에 의해 추출, 건조한 후, 용매를 증류제거하고, 유리

(free)의 카르복실산 폴리머를 얻었다. 동일한 양의 1N 수산화나트륨으로 중화하고, 물을 증류제거하여, 카르복실산 나트

륨염의 폴리머를 얻었다.

<실시예 6>

<잉크 조성물의 제조(1)>

안료(상품명: 모글 L, 캬보트사 제품) 3중량부, 실시예 2에서 제조된 고분자 화합물 5중량부 및 디에틸렌글리콜 15중량부

를 이온 교환수 77중량부에 첨가하고, 초음파 호모지나이저에 의하여 분산했다. 생성된 분산물을 1㎛ 필터를 통하여 가압

여과하여, 잉크 조성물을 조제했다. 안료의 분산성은 양호했다.

<실시예 7>

<잉크 조성물의 제조(2)>

안료(상품명: 모글 L, 캬보트사 제품) 3중량부, 실시예 5에서 제조된 카르복실산 나트륨염 타입의 고분자 5중량부 및 디에

틸렌글리콜 15중량부를 이온 교환수 79중량부에 첨가하고, 초음파 호모지나이저에 의하여 분산시켰다. 1㎛ 기공크기를

가진 필터를 통하여 가압 여과하여, 잉크 조성물을 조제했다. 안료의 분산성은 양호했다.

<실시예 8>

<인자 시험(1)>

실시예 7에서 조제한 잉크조성물을 이용해서, 잉크젯 인자 시험을 실시했다. 잉크젯 프린터(캐논(주) 제품, 버블 제트 프린

터 BJF800)에 의해 상기 잉크조성물로 보통지에 인쇄했다. 깨끗한 검은색 글자가 인쇄되었다.

<실시예 9>

<토너 조성물의 제조(1)>

실시예 5에서 제조된 카르복실산 나트륨 고분자의 전구체인 유리의 카르복실산고분자를 사용하여 이하의 공정에 의해 토

너조성물을 제조했다.

폴리에스테르 수지(비스페놀 A, 테레프탈산, n-도데세닐숙신산, 트리멜리트산 및 디에틸렌글리콜을, 몰비 20:38:10:5:27

로 합성) 100 중량부, 마그네타이트(Fe3O4) 70중량부, 전술한 유리의 카르복실산 고분자 3중량부, 트리 페닐메탄계 염료

2중량부 및 저분자량 폴리프로필렌 3중량부를 예비 혼합한 후, 분출기에 의하여 용융 혼련했다. 혼합물을 냉각 후, 스피드

밀로 거칠게 분쇄하고 제트밀에 의해 미분쇄하고, 지그재그 분급기를 이용해 분급하여, 체적 평균직경 11㎛인 토너를 얻었

다.

토너 100중량부에 아미노변성 실리콘오일(25℃에서의 점도 100cp, 아민 당량 800)로 처리된 정대전성의 소수성 건식 실

리카 0.4 중량부 및 평균입경 0.2㎛의 구형상의 PVDF 입자 0.2 중량부를 가하여, 헨셸 믹서로 혼합하여, 정대전성 토너

조성물을 얻었다. 이 토너 조성물을 사용하여, 캐논사 제품 복사기 NP-3525로 인쇄를 행한바, 깨끗이 인쇄할 수 있었다.

<블록 고분자 화합물의 합성, 조성물의 제조>

이하의 실시예 10 내지 18에서는, 실시예 1에서 얻은 중합성 화합물을 모노머-B라고 부른다.

<실시예 10>

이소뷰틸 비닐 에테르(IBVE: A블록 성분)와 모노머-B(B블록 성분)로 이루어진 AB블록 고분자의 합성
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스톱콕(stop cock)이 장착된 유리 용기 내를 질소에 의해 정화한 후, 250℃에서 가열하여 흡착수를 제거했다. 용기를 실온

으로 냉각하고, 12mmo1의 IBVE, 아세트산 에틸 16 mmo1, 1-이소뷰톡시에틸 아세테이트 0.05mmo1 및 톨루엔 11㎖를

충전하였다. 반응계를 냉각시켜 0℃에 도달한 시점에서, 에틸 알루미늄 세스퀴(sesqii)-염화물(디에틸 알루미늄 염화물과

에틸 알루미늄 디클로라이드와의 등가몰) 0.2mmol을 0℃에서 첨가하여 중합을 개시하고, AB블록 고분자의 A성분을 합

성했다. 성분 A(IBVE)의 분자량을 분자-체 컬럼 크로마토그래피(GPC)에 의해 주기적으로 모니터하여 중합완료를 확인

했다.

다음에, 10 mmo1의 모노머-B(B블록 성분)를 함유하는 톨루엔 용액을 반응계에 첨가하고, 중합을 20시간 동안 계속한 다

음, 0.3중량%의 암모니아/메탄올 수용액을 가함으로써 정지시켰다. 반응 혼합물용액을 디클로로메탄으로 희석하고,

0.6M 염산으로 3회, 이어서 증류수로 3회 세정했다. 얻어진 유기상을 증발기로 농축·건조하고, 또, 진공하에서 건조시켰

으며, 셀룰로오스의 반투막을 이용해 메탄올 용매 중에 투석을 반복해서 행하여, 모노머 화합물을 제거하고, 목적물인 디

블록 고분자화합물을 얻었다. 중합비는 A/B=100/28이었다. 화합물은, NMR 및 GPC에 의해 동정하였다. Mn=30,700 및

Mw/Mn=1.38이었다.

<실시예 11>

실시예 10에서 얻은 블록 고분자 화합물을 디메틸포름아미드와 수산화 나트륨 혼합 수용액에서 가수분해하였다. 그 결과,

B블록 성분의 곁사슬이 가수분해되어, 나트륨 염화된 디블록 고분자를 얻었다. 화합물의 동정은, NMR 및 GPC에 의해 행

하였다.

또한, 수중에서 0.1N 염산으로 중화시켜 유리 카르복실기로 변환된 성분 B를 얻었다. 화합물의 동정은, NMR 및 GPC를

이용하여 행하였다.

상기 블록고분자의 카르복실산 세그먼트의 pKa를 수중에서 측정한바, 4.29였다.

<실시예 12>

블록고분자화합물에 대한 성분 B로서 IBVE가 2-에톡시에틸 비닐에테르로 대체된 것을 제외하고는, 실시예 10과 동일한

방식으로 블록고분자를 제조하였다. 중합비는 A/B=100/29였다. Mn=28,700 및 Mw/Mn=1.45였다.

<실시예 13>

<잉크조성물의 제조(3)>

흑색 안료(상품명: 모글L, 캬보트사 제품) 3중량부, 실시예 11에서 얻은 나트륨염 타입의 블록 고분자 화합물 4중량부 및

디에틸 글리콜 15중량부를 이온 교환수 78중량부에 첨가하여 초음파 호모지나이저를 이용해서 분산시켰다. 1㎛ 기공크기

를 가진 필터를 통해 가압 여과하고, 잉크 조성물을 조제했다. 안료의 분산성은 양호했다.

<실시예 14>

실시예 13에서 조제한 잉크 조성물을 이용하여 잉크젯 인자 시험을 행하였다. 잉크젯 프린터(상품명: BJF800, 캐논(주) 제

품 버블 젯 프린터)의 잉크 탱크에 실시예 13의 잉크 조성물을 충전하고, 상기 잉크젯 프린터를 이용해 보통지에 인쇄하였

다. 깨끗한 검은색 글자가 인쇄되었다.

<실시예 15>

<토너조성물의 제조(2)>

실시예 11에서 제조된 유리 카르복실산의 디블록 고분자를 사용하여 이하의 공정에 의해 토너조성물을 제조했다.

폴리에스테르 수지(비스페놀 A, 테레프탈산, n-도데세닐숙신산, 트리멜리트산 및 디에틸렌글리콜을, 몰비 20:38:10:5:27

로 합성) 100중량부, 마그네타이트(Fe3O4) 70중량부, 실시예 11에서 제조된 유리 카르복실산 고분자 3중량부, 트리 페닐
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메탄계 염료 2중량부 및 저분자량 폴리프로필렌 3 중량부를 예비 혼합한 후, 분출기에 의하여 용융 혼련했다. 혼합물을 냉

각 후, 스피드 밀로 거칠게 분쇄하고 제트밀에 의해 미분쇄하고, 지그재그 분급기를 이용해 분급해서, 체적 평균직경이 11

㎛인 토너를 얻었다.

토너 100중량부에 아미노 변형 실리콘 오일(25℃에서의 점도 100cp, 아민 당량 800)로 처리된 정대전성의 소수성 건식

실리카 0.4중량부 및 평균 입경 0.2㎛의 구형상의 PVDF 입자 0.2중량부를 가하고, 헨셸믹서로 혼합하여, 정대전성 토너

조성물을 얻었다. 이 토너 조성물을 사용하여, 캐논사 제품 복사기 NP-3525로 인쇄를 행한바, 깨끗하게 복사할 수 있었

다.

<실시예 16>

실시예 11에서 조제된 유리 카르복실 형태의 디블록 고분자 26중량부와 지용성 염료(오일블루 N, Aldrich사 제품) 10중량

부를 디메틸포름미드에 공용해하고, 증류수 400중량부를 이용해서 수상으로 변환하여 잉크 조성물을 얻었다. 10일간 방

치했지만, 오일 블루성분은 분리 침전되지 않았다.

또한, 실시예 12에서 얻은 디블록 고분자를 실시예 16과 동일하게 가수분해하여 카르복실산염 형상의 블록 고분자를 조제

하였다. 블록고분자 26중량부와 지용성 염료(Aldirch의 오일블루 N) 10중량부를 디메틸포름아미드에서 공용해시키고, 증

류수 4O0중량부를 이용해서 수상으로 변환하여 잉크조성물을 얻었다. 소수성 세그먼트인 폴리-2-에톡시에틸비닐에테르

세그먼트는 저온에서 친수성으로 되는 것으로 알려졌다. 화합물을 0℃로 냉각한 경우, 지용성 염료 오일 블루가 상분리되

어, 석출되었다. 이것에 의해 오일블루가 고분자 미셀 중에 내포되어 있던 것을 알 수 있었다.

<실시예 17>

실시예 16에서 조제된 지용성 염료를 내포하는 미셀의 분산액에, pH 3인 2N염화수소에 의해 처리했다. 그 결과, 조성물의

점도가 증가하여 점도 0.250Pas (250cps)가 되었다. 동일한 인쇄시험을, 염산을 분무한 보통지에 대하여 실시예 8과 같이

행하였더니, 깨끗이 인쇄할 수 있었다. 이들 프린트를 라인 마커로 강하게 비볐지만, 청색 잉크의 테일링은 관찰되지 않았

으며, 양호한 정착성과 프린트의 내수성이 양호한 것을 알 수 있었다.

<실시예 18>

모노머B가 하기 구조의 모노머로 대체된 것을 제외하고, 실시예 10과 동일한 방식으로 하기 구조의 디블록 고분자화합물

을 제조하였다:

상기 고분자를 이용하여 실시예 13과 동일한 방식으로 잉크조성물을 조제하고, 실시예 8과 동일한 방식으로 잉크젯시스템

에 의해 인쇄 시험을 행한바, 깨끗이 인쇄할 수 있었다.

<비교예>

스티렌-아크릴산 나트륨의 공중합 폴리머(중합비 100/30, 수평균 분자량 33,000)를 이용해서, 실시예 13과 동일한 방식

으로 잉크조성물을 조제했다. 실시예 8과 동일한 방식으로 BJF800프린터를 사용하여, 잉크탱크에 조성물을 충전하고, 인

쇄시험을 행하였으나, 프린터로부터 방출할 수 없어, 인쇄를 행할 수 없었다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 조성물에 의해, 잉크 조성물이나 토너 조성물을 색재나 고형물의 분산성을 양호하게 조

정하는 데 매우 적합한 고분자 화합물을 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 조성물은, 전자 사진, 잉크젯 등의 화상 형성 방법

으로 바람직하게 이용된다.
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또한, 본 발명의, 중합성 화합물, 고분자 화합물은, 용매 또는 분산매와 함께 상기 본 발명의 조성물로서 배합됨으로써, 잉

크 조성물, 토너 조성물 등의 조성물 및 기록 재료를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

하기 일반식(1):

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의 정수

이며, m이 2 이상인 경우, A는 서로 동일하거나 달라도 되며; B는 단일 결합이거나 치환 또는 무치환의 알킬렌기이고; D는

방향족 환구조이며; n은 1 내지 10의 정수이고, n이 2 이상인 경우, D는 서로 동일하거나 달라도 되며; R은 수소원자, 치환

또는 무치환의 알킬기, 또는 치환 또는 무치환의 방향족 환구조임)로 표시되는 모노머유닛 또는

하기 일반식(2):

(식 중, A는 탄소원자수 1 내지 15의 직쇄형상 또는 분기형상의 치환 또는 무치환의 알킬렌기이며; m은 0 내지 30의 정수

이며, m이 2 이상인 경우, A는 서로 동일하거나 달라도 되며; B는 단일 결합이거나 치환 또는 무치환의 알킬렌기이고; D는

방향족 환구조이며; n은 1 내지 10의 정수이고, n이 2 이상인 경우, D는 서로 동일하거나 상이해도 되며; M은 1가 또는 다

가의 금속 양이온임)로 표시되는 모노머유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 고분자 화합물.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 고분자는 양친매성인 것을 특징으로 하는 고분자화합물.

청구항 3.

제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 고분자는 블록고분자인 것을 특징으로 하는 고분자화합물.

청구항 4.

제 1항 기재의 고분자 화합물과, 용매 또는 바인더 수지인 매체를 포함하는 것을 특징으로 하는 조성물.
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청구항 5.

제 4항에 있어서,

상기 고분자화합물은 블록고분자화합물인 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 블록고분자화합물은 양친매성인 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 7.

제 6항에 있어서,

상기 매체는 용매이며, 상기 고분자화합물은 상기 용매에서 미셀(micelle)을 형성하는 것을 특징으로 하는 조성물.

청구항 8.

제 4항에 기재된 조성물과 색재를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록재료.

청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 기록재료는 토너조성물이고, 매체는 바인더 수지인 것을 특징으로 하는 기록재료.

청구항 10.

제 8항에 있어서,

상기 기록재료는 잉크조성물이고, 매체는 용매인 것을 특징으로 하는 기록재료.

청구항 11.

제 8항에 기재된 기록재료를 사용하는 기록방법에 있어서,

상기 조성물에 수소이온 또는 금속 양이온을 접촉시켜, 상기 조성물의 점도를 증가시키는 공정으로 이루어진 것을 특징으

로 하는 기록방법.

청구항 12.

제 10항에 기재된 기록재료를 사용하는 화상형성방법에 있어서,
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잉크젯 기록에 의하여 상기 잉크조성물을 기록매체 위에 부여하는 것을 특징으로 하는 화상형성방법.

청구항 13.
삭제

청구항 14.
삭제

청구항 15.
삭제

청구항 16.
삭제

청구항 17.
삭제

청구항 18.
삭제

청구항 19.
삭제

청구항 20.
삭제

청구항 21.
삭제
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